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RESUME:

Notre travail s’intéresse a la détermination des caractéristiques d’un plasma d’argon utilisé pour la
déposition des couches minces de silicium dans un pulvérisateur cathodique magnétron. Le pulvérisateur est
alimenté par une source de tension radiofréquence RF de fréquence 13.5MHz. Nous appliquons le modele fluide
pour un systeéme stationnaire a géométrie cylindrique.

Le Modele fluide est basé sur 1'équation de continuité de la charge électrique et 1'€quation de Poisson.
Pour la résolution numérique des équations différentielles, nous avons adopté la méthode des volumes finies. Les
densités électronique et ioniques sont calculées par la méthode itérative de Gauss-Seidel ; le champ électrique est
déduit par une méthode directe.

Les résultats de la densité électronique et la densité ionique sont en bon accord avec les résultats
d'autres travaux. Nous présentons une étude paramétrée de 1'effet du champ magnétique et de quelques propriétés
macroscopiques. Le champ magnétique permet d’accroitre le rendement de pulvérisation cathodique ; en effet les
densités électronique et ionique pres de la surface s’accroissent de 10 a 23.63%.

MOTS CLEFS: Plasma, pulvérisation cathodique, propriétés statistique, propriétés électriques, la méthode de
volumes finis.

Abstract:

In this work, we are interested on characterization of argon plasma used in deposition of thin silicon
films. The deposition will be on a magnetron sputtering process with a radiofrequency of 13.5MHz. We use a
model fluid for a stationary system of cylindrical geometry.

The fluid model is based on the electrical charge continuity equation and Poisson equation. For
numerical resolution of differential equations, where we have adopted Finite Volumes Method. To calculate the
electron density and ion density we use Gauss-Seidel iterative method; the electric field is deduced with direct
method.

The results of the electronic density of ion density are in good agreement with results of other studies.
We present also a calculation for several values of magnetic field and some macroscopic properties. The
magnetic field can increase the yield of sputtering; indeed the electron and ion densities near the surface to
increase 10 to 23.63%.

KEYWORD: Plasma, magnetron sputtering, statistical properties, electrical properties, finite volumes method.



